
（1）利用目的
　Si薄膜基板、Au吸収体のX線マスクを用い高アスペクトパタンを形成する。
（2）実験方法
　直径6 インチのSi薄膜基板に厚さ5 µmのAuで幅4 µmのライン＆スペースパタンを形成
させたX線マスクを用い、Siウェハ上の厚さ15 µmのSU-8レジストにX線転写させた。
（3）実験結果
   図１のマスクパタンが図２のように良好に転写された。
（4）成果の波及効果、今後の見通し
　Si薄膜基板、Au吸収体のX線マスクは熱膨張係数が転写側の基板と同じ利点があり、X
線露光による高精度パタン形成が可能と期待できる。
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利用成果の概要
　Si薄膜基板、Au吸収体のX線マスクを用いてX線転写を行い、高アスペク
トパタンの形成を試みた。SU-8レジストに4 µm幅のライン＆スペースパタン
を良好に転写できることを確認した。

図面等
　図１　X線マスクの吸収体パタン       　　　　図２　転写パタン
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